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Unité de caractérisation des matériaux et surfaces

Materia Nova est un centre de recherclgertifié ISO 9000 spécialisé dans le
développement et I'étude des nouveaux matériawu te I'Université de Mons et de la Faculté
Polytechnique de Mons, il est un péle reconnu dandomaine desraitements de surfaces des
nanotechnologieset despolyméres Un ensemble complet de techniqueandlyse des surfacesst
mis a la disposition des entreprises.

Déconvolution du carbone&1s
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L’ XPS permetd’identifier et de quantifier les 14000 TH3
éléments présents a la surface d’'un matériau 12000 CHy—
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# Un systéme d’érosion de la surface par bombardemaigue permet

de réaliser degprofils de concentration sur une épaisseur de quelques
centaines de nm. Ce dispositif permet I'analyseteifaces ou de
défauts. Il est également possible de réaliser wadographie
chimique élémentaire de la surface avec une résolutioroddré de 10
microns. La technique est capable didentifier et ldcaliser une
anomalie dans un microsystéeme comme un circuitrélgique.

Profil de diffusion de Na dans un film mince ' oxyde déposé sur
verre
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La spectrométrie de masse ToF-SIMS
permet d’identifier les éléments et composés
en extréme surface d'un matériau sur une
profondeur de 1 nm. La résolution en masse
des fragments est tres élevée. Le ToF-SIMS
permet ladétection d’élémentssous forme

de traces avec des concentrations de I'ordre
du ppm.
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Profil ToF-SIMS d'un film BN dopé
Le ToF-SIMS permet aussi la réalisation d§ o000 -

profils sur des profondeurs de 'ordre du pm aing 5
gue de lmagerie par contraste chimique avec s | dopant element
une résolution latérale de 1 um —BN

Field of view: 100 x 100 pm?®
20 pm

Analyse d'une griffe dang
un film mince
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Le microscope électronigur (MEB) a balayage permet
d'observer un objet avec un grandissement maxinasi @00 x
La technique permet la détection de défauts enacerf
d’échantillons mais aussi en coupe. Umeagerie en
contraste chimique est possible.

Défaut de couche en coup

La techniqueEDX couplée au

microscope est utilisée pour
déterminer la nature des
éléments présents dans
I'échantillon ou les défauts et
de les doser sur une profondeur
de l'ordre du micron. L
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Nanoparticules

Le microscope électronique en transmissic (TEM) permet
d'atteindre une résolution supérieure au microscopealayage,
jusqgu’a I'échelle du nanometre Des informations sur la
morphologie et la microstructure de nanoparticulds, films
minces, etc... sont accessibles. Il est possibldéterminer’état
cristallin des échantillons, I'orientation des grains, lektiens
d'orientation entre différents matériaux, etcL’unité dispose de
50 nm 'équipement nécessaire a la préparation des é&ttbhast
organiques et inorganiques.

100 nm

Diffraction 500 nm

Nanotube enrobé electronique d'une Copolymere
ceramique chargé en argi

Le groupe propose également des mesures
defluorescence Xet dediffraction X

La technique dediffraction X (XRD)
permet une caractérisation deskaucture
cristalline des matériaux et un dosage des
phases. Les modes Théta-2 Théta et Théta-
théta sont accessibles. Un four et un
systtme de pompage permettent de
travailler sous atmosphére et a
température contrélées.

Films minces de Ti©@en XRD

La technigue déluorescence > (XRF) est une
méthode rapided’analyse qualitative des
matériaux dans leolume.

Signal du Ti en XRF




Torche ICP
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Spectre du défaut




Topographie de la d’'une griffe da
| un dépot mince

Cartographie des contraintes
supportée par un film mince

Topographie de la déformation d’'un
capteur souple

Materia Nova dispose également d’autres outils d’analyses lademaine des polymeres
ainsi gu’une cellule @lectrochimie spécialisée dans tarrosion (mesures électrochimiques
classiques et locales, tests de vieillissement@cge.).
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